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Изучался (- адсорбционный эффект на образцах (-Al2O3, подвергнутых традиционной термовакуумной обработке,  зависимости радиационноиндуцированных центров адсорбции от температуры предварительной обработки, связь между парамагнитными и адсорбционными центрами, механизмы поглощения газов на оксиде,           поверхностные структуры, образующиеся адсорбированными молекулами, и природа дефектов на поверхности ( и в объеме ) окиси алюминия.

В наших исследованиях  применялась ( - Al2O3 . Удельная поверхность Sуд ~ 150  м2 / г . Образцы применялись в виде порошка.

    Зависимость радиационных адсорбционных центров от температуры предварительного отжига имеет немотонный характер.    Максимум адсорбционной активности наблюдается при температуре 1073 К, а минимум в области температур 700 - 900 К.

 Дозовая зависимость количества поглощенного газа также характеризуется максимумом в области ~0.01 Мгр. Дальнейшее увеличение дозы сопровождается радиационным отжигом центров адсорбции. При ( - облучении Al2O3  появляется сигнал ЭПР с g=2,022+ - 0,005       (H = 4,3 + 0,2 мТл и g=1,9937 + 0,0005, (H=0.93мТл (93 эрс).

Дозовая зависимость концентрации ПМЦ оксида алюминия характеризуется двумя максимумами: 1 - в области дозы ~ 0.01 МГр  и 2 -й в области 0.15 МГр . При адсорбции Н2  происходит уменьшение интенсивности сигнала ЭПР. 

    Дозовая зависимость   и концентрации ПМЦ и количества адсорбированных газовых молекул отличаются друг от друга несовпадением максимумов и разной температурной областью отжига. 
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